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Charakterisierung von diinnen Schichten und Oberflachen

Die Gruppe Werkstoffkunde/Analytik am  Methoden und die umfangreichen ana- Typische Anwendungsfelder sind
Fraunhofer FEP verfligt Uber vielfaltige lytischen Erfahrungen unserer Mitarbeiter ~ Schichten flr Optik, Elektronik,
Methoden zur Charakterisierung von stehen fur die Produkt- und Technologie-  Sensorik, Photovoltaik, Batterietechnik,
Struktur, Geflige, chemischer Zusammen-  entwicklungen innerhalb unseres Instituts ~ Verpackung, Medizintechnik,

setzung und physikalischen Eigenschaften  und als externe Dienstleistung fir unsere  Korrosions- und VerschleiBschutz.
dinner Schichten und Oberflachen. Die Kunden zur Verfligung.

Struktur und Geflige

Rasterelektronenmikroskopie (FE-REM), lonenpraparation und Lichtmikroskopie

Hochauflosendes Feldemissions-Raster-
elektronenmikroskop SU8000 (Hitachi)

Bruch und Oberflache einer AL O_-Schicht = Bruch und Oberfléche einer Mo-Schicht

(Topographiekontrast) (Topographiekontrast)
lonenpraparation von Querschnitten,
Cross Section Polisher SM-09010 (Jeol)
FE-REM Abbildungen im Material- und
Kristallorientierungskontrast

lonenpraparierter Querschnitt eines lonenpraparierter Querschnitt einer

Sonnenschutz-Schichtsystems auf piezoelektrischen (Al,Sc)N-Schicht

PET-Folie (Materialkontrast) (Kristallorientierungskontrast)

Metallographische Praparationstechnik
(Struers)

und Lichtmikroskop Polyvar 2 Met
(Reichert)

Metallographischer Querschliff an einer Lichtmikroskopische Abbildung des
mit Elektronenstrahl erzeugten Schweil3-  Gefliges einer elektrisch leitfahigen
naht (Hellfeld) TiO,:Nb Schicht (Polarisationskontrast)



Rontgenbeugung (XRD) und Rontgenreflektometrie (XRR)

Rontgendiffraktometer D8 Discover
(Bruker) mit Euler Wiege

Rontgenbeugung (XRD) zur Phasenanalyse,  Rontgenreflektometrie (XRR) zur prazisen
Bestimmung von Schichtspannungen und Bestimmung von Dichte, Rauheit und
Polfiguren zur Texturanalyse Schichtdicke an diinnen Schichten < 100 nm

Rasterkraftmikroskopie (AFM, PFM, Conductive-AFM, KPFM)

Rasterkraftmikroskop NX20 (Park Systems)
zur hochauflésenden Analyse der
Oberflachenrauheit

AFM-Abbildung der Oberflachen- AFM-Abbildung der Oberflachen-
topographie einer ITO-Schicht topographie einer ETFE-Folie
Zusatzliche Charakterisierung physikalischer
Eigenschaften: Piezo Force Microscopy (PFM),
Conductive AFM (C-AFM),
Kelvin-Probe-Force Microscopy (KPFM)
Untersuchung einer ferroelektrischen Bestimmung der Hysteresekurve flr die
Schicht nach Polarisation durch Polarisation einer ferroelektrischen Schicht

Piezo Force Microscopy (PFM) durch Piezo Force Microscopy (PFM)



Chemische Zusammensetzung

Energiedispersive Spektrometrie von Réntgenstrahlung (EDS)

EDS-Spektrum einer AIO,N -Schicht EDS-Spektrum einer (Al,Sc)N-Schicht

Optische Glimmentladungsspektrometrie (GD-OES)

GD-OES Tiefenprofil eines Sonnenschutz- GD-OES Tiefenprofil einer AlSn-Gleitlager-
Schichtsystems auf PET Folie schicht auf einer Bronze-Legierung

Permeation von Wasserdampf und Sauerstoff

Bestimmung der Wasserdampfdurch-
lassigkeit durch Laserdiodenspektroskopie;
HiBarSens 2.0 HT (Sempa)

Bestimmung der Wasserdampfdurch-
lassigkeit nach dem Elektrolyseverfahren
Aquatran Model 3 (Mocon)

Energiedispersive Spektrometrie von
Rontgenstrahlung (EDS), SDD Detektor
Octane Elect (EDAX)

Optische Glimmentladungs-
spektrometrie (GD-OES)

zur Bestimmung chemischer
Tiefenprofile, GD-Profiler 2
(HORIBA Jobin Yvon)

Bestimmung von Wasserdampf-
durchlassigkeit (WVTR) und
Sauerstoffdurchlassigkeit (OTR)
Uber groBen Messbereich:

WVTR (10-85 °Q):
1%x107 bis 10 g/(m?*-d)
DIN EN ISO 15106-03

OTR (10-40 °Q):

0,05 bis 28.800 cm?3/(m?-d-bar)
DIN 53380-3

ASTM D 3985-05

ASTM F 2622-08



Schichteigenschaften

Optische Eigenschaften

= Spektroskopische Ellipsometrie SE850 (SENTECH)

= UV/VIS/NIR-Spektroskopie, Lambda 950 (Perkin Elmer)
® Lichtstreuung, Haze-guard plus (BYK-Gardner)

Elektrische Eigenschaften

= Vierspitzenmessplatz FPP 5000 (Veeco) mit 2400 Sourcemeter (Keithley) zur Bestimmung der elektrischen Leitfahigkeit
® Bestimmung des elektrischen Widerstandes von isolierenden Schichten (SUSS Prober mit Keithley 6487 Picoammeter)
= Hall-Messungen

Oberflachenspannung
= Kontaktwinkel, OCA 20 (Data Physics)

Mechanische Eigenschaften

Harte- und Elastizitdtsmodul dinner Schichten, Nano Indenter XP (MTS)

Schichtspannungen durch Messung der Durchbiegung mit Profilometer P15-LS (TENCOR) oder durch XRD mit D8 Discover (Bruker)
Haftfestigkeit durch Ritztest, MST4 (CSEM)

Abriebbestandigkeit (Taber Abraser)

Schichtdicke mit Profilometrie oder Calotest (CSEM)

Korrosions- und Klimatests
= Korrosionsprifsystem flr Kondenswasser- (DIN EN I1SO 6270-2) und Salzsprihtest (DIN EN ISO 9227), SKB 400 A-SC (Liebisch)
= Klimakammer -40...+150 °C mit regelbarer Feuchte, SH-241 (ESPEC), z.B. Umweltprifverfahren nach DIN ISO 9022-2

Unser Angebot

= Analytische Dienstleistungen zur Untersuchung des Einflusses von Prozessparametern auf Struktur und Geflige,
Topographie, chemische Zusammensetzung und Eigenschaften von diinnen Schichten

= Unterstltzung unserer Kunden bei der Qualitatssicherung und Fehleranalyse

m Beratung bei der Auswahl und Kombination von geeigneten Analyseverfahren

m Weiterentwicklung von Analyseverfahren flr spezielle Kundenanforderungen und Fragestellungen



Kontakt

Fraunhofer-Institut fiir Elektronen-
strahl- und Plasmatechnik FEP
Winterbergstr. 28

01277 Dresden

Wissenschaftliche Ansprechpartner
Dr. Olaf Zywitzki

Telefon +49 351 2586-180
olaf.zywitzki@fep.fraunhofer.de

Dr. Thomas Modes
Telefon +49 351 2586-183
thomas.modes@fep.fraunhofer.de

www.fep.fraunhofer.de

Folgen Sie uns!
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